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【発行日】平成23年10月13日(2011.10.13)
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【公表日】平成22年12月9日(2010.12.9)
【年通号数】公開・登録公報2010-049
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【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ  21/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  21/64     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ  21/00    　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成23年8月26日(2011.8.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料の少なくとも一つの部分から少なくとも一つの電磁放射を取得するように構成され
た装置であって、該装置は、
　前記少なくとも一つの電磁放射を、各々が異なる断面を有する複数の第１の放射に、前
記複数の第１の放射の一つの断面にわたる位相遅延が前記複数の第１の放射の他の一つの
断面にわたる位相遅延とは異なるように分離するように構成された、少なくとも一つの第
１の構成部と、
　前記複数の第１の放射の少なくとも一つを受けて、受けた前記複数の第１の放射の少な
くとも一つを、受けた前記複数の第１の放射の少なくとも一つの波長に従って、複数の第
２の放射に分離するように構成された、少なくとも一つの第２の構成部と、
　前記複数の第１の放射又は前記複数の第２の放射の少なくとも一つに空間フィルタリン
グを行うように構成された、少なくとも一つの第３の構成部と、
　前記複数の第２の放射を検出し、前記試料の少なくとも一つの部分の位置に関する情報
を、前記複数の第１の放射の自己干渉の少なくとも一つの特徴の関数として生成するよう
に構成された、少なくとも一つの第４の構成部と、を備えた装置。
【請求項２】
　複数の第１の放射は相互に自己干渉することを特徴とする、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記位置の情報は、前記少なくとも一つの部分の横方向の位置又は深さの少なくとも一
つを含むことを特徴とする、請求項２記載の装置。
【請求項４】
　前記少なくとも一つの特徴は、前記自己干渉の位相又は前記自己干渉の強度の少なくと
も一つを含み、
　前記情報は、前記複数の第１の放射の前記自己干渉のスペクトル変調に基づいて生成さ
れることを特徴とする、請求項１記載の装置。
【請求項５】
　前記少なくとも一つの第１の構成部は少なくとも二つの光学的要素を有し、
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　前記少なくとも二つの光学的要素は、前記少なくとも二つの光学的要素の他方の第２の
経路長の差違とは異なる、前記少なくとも二つの光学的要素の一方の第１の経路長の差違
に影響を与える光学的厚さを有する、請求項１記載の装置。
【請求項６】
　前記少なくとも二つの光学的要素のいずれかの間の光学的経路長の差違は、前記複数の
第１の放射の自己干渉のスペクトルの変調の略整数を生成する、請求項５記載の装置。
【請求項７】
　前記整数は、前記少なくとも二つの光学的要素の間の経路長の差違の任意の組み合わせ
ごとに異なる、請求項６記載の装置。
【請求項８】
　前記少なくとも一つの電磁放射を生成するための励起放射を提供するように構成された
少なくとも一つの第５の構成部をさらに備えた、請求項１記載の装置。
【請求項９】
　前記励起放射を受けて、前記励起放射に基づいて前記試料の少なくとも一つの部分の異
なる位置に関連する放射を提供するように構成された、少なくとも一つの第７の構成部を
さらに備えた、請求項８記載の装置。
【請求項１０】
　前記少なくとも一つの第３の構成部は、ピンホール、ピンホールアレイ、光ファイバ、
ファイバアレイの少なくとも一つを含む、請求項１記載の装置。
【請求項１１】
　前記光ファイバは、単一モードのファイバであり、前記ファイバアレイは、単一モード
の複数のファイバである、請求項１０記載の装置。
【請求項１２】
　前記試料の少なくとも一つの部分の異なる位置と関連する放射を提供するように構成さ
れた、少なくとも一つの第６の構成部をさらに備えた、請求項１記載の装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも一つの第６の構成部は、走査ミラーを含む、請求項１２記載の装置。
【請求項１４】
　前記少なくとも一つの電磁放射は、前記試料の複数の部分から提供される複数の放射を
含む、請求項１記載の装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも一つの第３の構成部は、ピンホールアレイを含み、
　前記試料の複数の部分に関連する複数の第２の放射の複数のスペクトルを検出するよう
に構成された特定の二次元の構成部をさらに備える、請求項１４記載の装置。
【請求項１６】
　試料の少なくとも一つの部分に関連する情報を生成するように構成された装置であって
、該装置は、
　複数の第１の放射に関連するデータを取得して、前記データに基づいて前記試料の少な
くとも一つの部分の位置に関する情報を生成するように構成された、少なくとも一つの処
理構成部を備え、
　前記複数の第１の放射は、前記試料の少なくとも一つの部分に関連する複数の第２の放
射を、前記複数の第２の放射の少なくとも一つの波長に従って分離することによって、生
成され、
　前記複数の第２の放射は、前記試料から提供される放射を、（ｉ）前記複数の第２の放
射の各々が異なる断面を有し、（ｉｉ）前記複数の第２の放射の一つの断面にわたる位相
遅延が前記複数の第２の放射の他の一つの断面にわたる位相遅延とは異なるように分割す
ることによって生成され、
　前記複数の第２の放射は相互に干渉し、
　前記複数の第１の放射又は前記複数の第２の放射の少なくとも一つに空間フィルタリン
グを行うように構成された、少なくとも一つのさらなる構成部を備えた、装置。
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【請求項１７】
　前記複数の第２の放射は自己干渉することを特徴とする、請求項１６記載の装置。
【請求項１８】
　前記少なくとも一つの処理構成部は、前記データのフーリエ変換を実行することによっ
て、前記情報を生成するように構成された、請求項１６記載の装置。
【請求項１９】
　前記少なくとも一つの処理構成部は、前記複数の第２の放射の少なくとも一つの干渉の
位相を生成するためにフーリエ変換を実行するように構成され、
　前記位相は、前記試料の少なくとも一つの位置に関連する、請求項１８記載の装置。
【請求項２０】
　前記情報は、前記複数の第２の放射の少なくとも一つの干渉の位相又は振幅の少なくと
も一つに基づいて生成される、請求項１９記載の装置。
【請求項２１】
　前記情報は、前記少なくとも一つの部分の位置情報を含む、請求項２０記載の装置。
【請求項２２】
　試料の少なくとも一つの部分に関連する情報を提供する方法であって、該方法は、
　前記試料の少なくとも一つの部分から受けた少なくとも一つの電磁放射を、各々が異な
る断面を有する複数の第１の放射に、前記複数の第１の放射の一つの断面にわたる位相遅
延が前記複数の第１の放射の他の一つの断面にわたる位相遅延とは異なるように分離する
ステップと、
　前記複数の第１の放射の少なくとも一つを受けて、受けた前記複数の第１の放射の少な
くとも一つを、受けた前記複数の第１の放射の少なくとも一つの波長に従って、複数の第
２の放射に分離するステップと、
　前記複数の第１の放射又は前記複数の第２の放射の少なくとも一つに空間フィルタリン
グするステップと、
　前記複数の第２の放射を検出し、前記試料の少なくとも一つの部分の位置に関する情報
を、前記複数の第１の放射の少なくとも一つの他との干渉の少なくとも一つの特徴の関数
として生成するステップと、を含む、方法。
【請求項２３】
　前記複数の第１の放射の少なくとも一つの干渉は自己干渉することを特徴とする、請求
項２２記載の方法。
【請求項２４】
　試料の少なくとも一つの部分に関連する情報を提供する方法であって、該方法は、
　複数の第１の放射に関連するデータを取得するステップと、
　前記データに基づいて前記試料の少なくとも一つの部分の位置に関する情報を、前記試
料の少なくとも一つの部分に関連する複数の第２の放射を、前記複数の第２の放射の少な
くとも一つの波長に従って分離することによって生成するステップであって、前記複数の
第２の放射は、前記試料から提供される放射を、（ｉ）前記複数の第２の放射の各々が異
なる断面を有し、（ｉｉ）前記複数の第２の放射の一つの断面にわたる位相遅延が前記複
数の第２の放射の他の一つの断面にわたる位相遅延とは異なるように分割することによっ
て生成される、ステップを含み、
　前記複数の第２の放射は相互に干渉し、
　前記複数の第１の放射又は前記複数の第２の放射の少なくとも一つには空間フィルタリ
ングが行われる、方法。
【請求項２５】
　試料の少なくとも一つの部分に関連する情報を提供するソフトウェアのプログラムを含
む、コンピュータがアクセス可能な媒体であって、
　前記ソフトウェアは、処理構成部によって実行されると、
　前記処理構成部は、
　複数の第１の放射に関連するデータを取得する工程と、
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　前記データに基づいて前記試料の少なくとも一つの部分の位置に関する情報を、前記試
料の少なくとも一つの部分に関連する複数の第２の放射を、前記複数の第２の放射の少な
くとも一つの波長に従って分離することによって生成する工程であって、前記複数の第２
の放射は、前記試料から提供される放射を、（ｉ）前記複数の第２の放射の各々が異なる
断面を有し、（ｉｉ）前記複数の第２の放射の一つの断面にわたる位相遅延が前記複数の
第２の放射の他の一つの断面にわたる位相遅延とは異なるように分割することによって生
成する工程と、を実行するように構成され、
　前記複数の第２の放射は相互に干渉し、前記複数の第１の放射又は前記複数の第２の放
射の少なくとも一つに空間フィルタリングが行われる、コンピュータがアクセス可能な媒
体。
【請求項２６】
　前記少なくとも一つの第１の構成部はさらに、前記複数の第１の放射を略同一の方向に
沿って伝播するように構成される、請求項１記載の装置。
【請求項２７】
　前記少なくとも一つの処理構成部はさらに、前記複数の第２の放射を略同一の方向に沿
って伝播するように構成される、請求項１６記載の装置。
【請求項２８】
　前記複数の第１の放射は、前記少なくとも一つの電磁放射のそれぞれの幾何学的部分に
対応する、請求項１記載の装置。
【請求項２９】
　前記複数の第１の放射は、前記少なくとも一つの電磁放射のそれぞれの幾何学的部分に
対応する、請求項２２記載の装置。
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